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[bookmark: OLE_LINK1]Technické podmínky
Rentgenový fotoelektronový spektrometr
Popis zařízení a jeho využití
[bookmark: _Hlk36816946]Zařízení pro rentgenovou fotoelektronovou spektroskopii (XPS) bude využíváno pro studium plazmaticky upravených vzorků, které často vykazují rychlé stárnutí, je tedy nutné je analyzovat ihned po opracování v plazmatu. Vzhledem ke značné rozmanitosti a komplexnosti chemických skupin, které plazma generované 
při atmosférickém tlaku vytváří, je nutné, aby přístroj měl maximální možnou citlivost, aby byl schopen poskytnout spolehlivé a jednoznačné informace o druhu vytvořených chemických vazeb. Zařízení bude využíváno zejména ke studiu povrchu polymerních látek a sklokeramických materiálů před a po úpravě plazmatem, teda látek, které jsou charakteristické elektrickou nevodivostí a outgassingem. Přístroj bude využit pro identifikaci a mapování plazmatem vytvořených povrchových chemických vazeb, jejich kvantifikaci a korelaci s podmínkami opracování 
za účelem studia procesů plazmochemických interakcí s povrchy a předpovídání funkčních vlastností povrchů. Možnost hloubkového profilování látek bude využita při studiu struktury vrstev vytvořených depozicí plazmatem. 
Požadovaný XPS systém musí být schopen provádět XPS měření s vysokým rozlišením – i z malé plochy, chemické mapování vybraných elementů povrchů vzorků, hloubkové profilování odprašováním, a to z materiálů magnetických, nemagnetických, elektricky vodivých i izolantů v různých formách – folie, prášky, granuláty, vlákna.
Dodávka musí zahrnovat kompletní spektrometrický systém se souvisejícími periferiemi, kompletním elektronickým, vakuovým, čerpacím a chladícím systémem, řídící data stanicí a s přístrojovým SW pro ovládání spektrometru, nastavení měřících metod, sběr dat a jejich vyhodnocení, vše v jednom programu bez nutnosti přepínání mezi programy. Jsou požadovány nejméně tři další volné licence programu pro off-line zpracování dat. SW musí obsahovat výrobcem spektrometru garantovanou a doplňovanou databázi vysoce rozlišených XPS dat elementů a jejich vazebných a valenčních stavů, s možností interaktivní práce s těmito daty. 
Předmětem dodávky je kompletní, nové a zcela funkční zařízení. 


	Parametr
	Parametr nabízený dodavatelem

	Výrobce   
	

	Typ/Model     
	




	Minimální požadované technické parametry
	Technické parametry nabízené dodavatelem*

	Systém je vybaven automatizovaným držákem vzorku umožňující manipulaci vzorkem ve 3 osách, 
tj. automatizovaný pohyb ve směrech X, Y, Z. Pohyb musí být programovatelný.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Minimální rozměry vzorků jsou 50x50 mm, výška 
alespoň 15 mm.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	Systém umožňuje pozorování a zaměření vzorků. Obsahuje systém minimálně 3 různě orientovaných kamer s proměnným pozorovacím polem umožňující nastavení optimální pozice XPS analýzy.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu 
a technické řešení)

	Čerpání analytické komory s garantovaným minimálně dosažitelným tlakem <4x10-9 Torr.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	Systém má vstupní komoru, která umožňuje vkládání více vzorků a je spojena s analytickou komorou prostřednictvím automatizovaného ventilu. Přesuny držáku se vzorky mezi komorami jsou zautomatizovány.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení)

	Vstupní komora umožňuje vkládání citlivých vzorků v kompatibilním transportním vakuovém modulu, 
tj. bez kontaminace vzdušní vlhkostí.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení)

	Systém bude dodán se standardy pro plně automatické procedury všech nezbytných kalibrací. 
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Systém bude dodán se sadou držáků vzorků, včetně rotačního držáku pro hloubkové profilování, držáku 
pro práškové vzorky a vlákna.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Systém představuje kompletní vakuový systém 
s chemicky inertní suchou předpumpou pro snížení chemické kontaminace.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení)

	Zdroj tlakového vzduchu zajišťuje kompresor, který bude součástí dodávky.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Systém bude dodán s řídící data stanicí s monitorem 
s OS na bázi Windows. Data stanici bude možné umístit ve vzdálenosti alespoň 5 m od samotného měřícího zařízení.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	Systém bude dodán se softwarem pro automatické řízení měření a pro vyhodnocování dat. Řídící software obsahuje automatické procedury zajišťující kalibraci analyzátoru. Je zajištěno pravidelné zaznamenávání důležitých přístrojových parametrů. Datový systém obsahuje kompletní integrovaný balík řízení spektrometru, sběru dat a jejich zpracování 
pro XPS měření, hloubkové profilování a mapování. 
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a technické řešení)

	Software musí umožňovat automatický export naměřených XPS dat (spektra, obrázky, hloubkové profily, tabulky) do MS Office nebo do ASCII. Datový systém umožňuje vzdálenou kontrolu zařízení. Kromě řídícího softwaru jsou požadovány alespoň 3 licence pro off-line režim
	(Dodavatel uvede ANO/ NE, počet licencí 
a technické řešení)

	Systém umožňuje případné budoucí rozšíření na místě o klastrové iontové dělo a o další povrchově citlivé metody – REELS, ISS, Ramanova spektrometrie.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Součástí dodávky je chladící systém s dostatečnou kapacitou pro chlazení RTG zdroje a všech dalších součástí měřícího systému, které chlazení vyžadují.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Součástí systému je monochromatický zdroj RTG záření – Al Kα linie s možností kontroly průměru paprsku v rozsahu minimálně 20–400 µm.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	Systém je vybaven 180° hemisférickým analyzátorem 
s alespoň 128-kanálovým detektorem fotoelektronů
	(Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu 
a technické řešení)

	Systém umožňuje analýzu vzorků ve vysokém rozlišení z volitelného bodu na vzorku. Dosahuje excelentního rozlišení chemických stavů, a to alespoň ≤0,5 eV (FWHM) na Ag 3d5/2 píku (po odečtení lineárně interpolovaného pozadí).
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	Součástí dodávky systému je iontové dělo na čištění vzorku a hloubkové profilování, které pracuje 
při urychlovacích napětích alespoň od 200 eV do 3000 eV. Kvalita profilování je zajištěna automatickým laděním iontového děla.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE, skutečnou hodnotu 
a technické řešení)

	Systém umožňuje automatizovanou analýzu nevodivých vzorků.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	[bookmark: _Hlk168581771]Systém umožňuje analýzu malých oblastí 
na analyzovaném vzorku, alespoň ≤ 20 µm.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	Systém umožňuje hloubkové profilování odprašováním vrstev Ar+ ionty.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Systém umožňuje 2D skenování povrchu.  Chemické mapování povrchu vzorků je zabezpečeno měřením liniových a vícebodových analýz.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE)

	Z prostorových důvodů je požadován kompaktní půdorys zařízení, rozměry půdorysu méně než 
1,8m x 1,30m, mimo datový systém, chladící systém 
a předpumpu.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)

	Záruční doba minimálně 12 měsíců na všechny součásti dodávky.
	(Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu)


*Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.
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